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단계; 및 기저부(1)의 하부 표면에 평행한 제1 방향을 따라 증착 소스를 이동시켜 픽셀 영역에 유기 발광 층(8)

을 형성하는 단계를 포함한다.  픽셀 영역을 한정하기 위한, 제1 방향의 픽셀 한정 층(2)의 측부 표면과 기저부

(1)의 하부 표면 사이의 예각은 제1 각도이다.  제1 방향의 증착 소스의 증착 영역(6)의 경계와 기저부(1)의 하

부 표면 사이의 예각은 제2 각도이고, 제2 각도는 제1 각도 이상이다.  증착 소스가 픽셀 영역에 유기 발광 층

(8)을 형성하는 것을 시작할 때, 스페이서(3) 및 마스크 플레이트는 증착 영역(6)의 제1 경계(6')를 차단하지 않

는다.  증착 소스가 픽셀 영역에 유기 발광 층(8)을 형성하는 것을 중지할 때, 스페이서(3) 및 마스크 플레이트

는 증착 영역(6)의 제2 경계(6")를 차단하지 않는다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

디스플레이 기판을 제조하는 방법으로서,

픽셀 영역을 한정하기 위해 기저부(1)의 하부 표면 상에 픽셀 한정 층(2)을 형성하는 단계;

상기 픽셀 한정 층(2)의 하부 표면 상에 스페이서(3)를 형성하는 단계;

상기 스페이서(3) 아래에 마스크 플레이트를 배열하는 단계; 및

상기 기저부(1)의 상기 하부 표면에 평행한 제1 방향을 따라 증착 소스를 이동시켜 상기 픽셀 영역에 유기 발광

층(8)을 형성하는 단계를 포함하고,

상기 픽셀 영역을 한정하기 위한, 상기 제1 방향의 상기 픽셀 한정 층(2)의 측부 표면과 상기 기저부(1)의 상기

하부 표면 사이의 예각은 제1 각도이고,

상기 제1 방향의 상기 증착 소스의 증착 영역(6)의 경계와 상기 기저부(1)의 상기 하부 표면 사이의 예각은 제2

각도이고- 상기 제2 각도는 상기 제1 각도 이상임 -,

상기 픽셀 영역에 상기 유기 발광 층(8)을 형성하는 것을 시작하기 위해 상기 증착 소스가 상기 제1 방향으로

이동될 때, 상기 픽셀 한정 층(2) 아래의 상기 스페이서(3) 및 상기 스페이서(3) 아래의 상기 마스크 플레이트

는 상기 증착 영역(6)의 제1 경계(6')를 차단하지 않고, 상기 픽셀 영역에 상기 유기 발광 층(8)을 형성하는 것

을 중지하기 위해 상기 증착 소스가 상기 제1 방향으로 이동될 때, 상기 픽셀 한정 층(2) 아래의 상기 스페이서

(3) 및 상기 스페이서(3) 아래의 상기 마스크 플레이트는 상기 증착 영역(6)의 제2 경계(6")를 차단하지 않는,

방법.

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 증착 소스는 상기 기저부(1)의 상기 하부 표면에 평행하고 상기 제1 방향에 수직인 제2 방향을 따라 연장

되는 선형 소스이고,

상기 제1 방향의 상기 증착 영역(6)의 상기 경계와 상기 기저부(1)의 상기 하부 표면 사이의 상기 예각이 상기

제2 각도가 될 수 있게 하기 위해 상기 증착 소스의 양 측부에 배플들이 배열되는, 방법.

청구항 3 

제2항에 있어서,

상기 제2 방향에서의, 상기 픽셀 한정 층(2) 및 아래에 형성된 상기 스페이서(3)의 측부 표면들은 상기 기저부

(1)의 상기 하부 표면에 수직인, 방법.

청구항 4 

제1항에 있어서, 상기 제2 각도는 상기 제1 각도와 동일한, 방법.

청구항 5 

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 유기 발광 층(8)을 형성하기 전에, 상기 기저부(1)의 상기 하부 표면 상에 제1 전극(7)을 형성하는 단계,

및

상기 유기 발광 층(8)을 형성한 후에, 상기 유기 발광 층(8)의 하부 표면 상에 제2 전극(9)을 형성하는 단계를

추가로 포함하는, 방법.
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청구항 6 

삭제

청구항 7 

삭제

청구항 8 

삭제

청구항 9 

삭제

발명의 설명

기 술 분 야

본 출원은 2017년 1월 10일의 국제 출원일을 갖는 PCT/CN2017/070715의 미국 국내 단계 진입이며, 이는 2016년[0001]

4월 8일자로 출원된 중국 특허 출원 제201610218186.7호의 이익을 주장하고, 그 전체 개시내용이 본 명세서에

참고로 포함된다.

본 개시내용은 디스플레이 기술 분야에 관한 것으로, 특히 디스플레이 기판을 제조하는 방법, 디스플레이 기판

및 디스플레이 디바이스에 관한 것이다.

배 경 기 술

유기 발광 다이오드(OLED) 디스플레이의 제조 프로세스에서, 일반적으로 유기 발광 층을 형성하기 위해 증착 프[0002]

로세스가 사용된다.  종래 기술의 증착 방법에 따르면, 유기 발광 층은 상대적으로 두꺼운 중간 영역과 상대적

으로 얇은 측부 표면 영역들을 갖는 단면 형상을 갖는다.  이는 유기 발광 층이 불균일한 두께를 가질 수 있게

한다.  형성된 단일 픽셀의 경우, 이는 상이한 영역들에서 상이한 발광 휘도를 초래할 수 있다.  그런데 한편,

복수의 픽셀의 경우, 이는 혼색(또는 컬러 바이어스)과 같은 문제점들을 초래할 수 있다.

삭제[0003]

삭제[0004]

삭제[0005]

삭제[0006]

삭제[0007]

발명의 내용

해결하려는 과제

삭제

과제의 해결 수단

본 개시내용의 양태에 따르면, 디스플레이 기판을 제조하는 방법이 제공된다.  상기 방법은, 픽셀 영역을 한정[0009]
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하기 위해 기저부의 하부 표면 상에 픽셀 한정 층을 형성하는 단계; 픽셀 한정 층의 하부 표면 상에 스페이서를

형성하는 단계; 스페이서 아래에 마스크 플레이트를 배열하는 단계; 및 기저부의 하부 표면에 평행한 제1 방향

을 따라 증착 소스를 이동시켜 픽셀 영역에 유기 발광 층을 형성하는 단계를 포함한다.  픽셀 영역을 한정하기

위한, 제1 방향의 픽셀 한정 층의 측부 표면과 기저부의 하부 표면 사이의 예각은 제1 각도이다.  제1 방향의

증착 소스의 증착 영역의 경계와 기저부의 하부 표면 사이의 예각은 제2 각도이고, 제2 각도는 제1 각도 이상이

다.  픽셀 영역에 유기 발광 층을 형성하는 것을 시작하기 위해 증착 소스가 제1 방향으로 이동될 때, 픽셀 한

정  층  아래의  스페이서  및  스페이서  아래의  마스크  플레이트는  증착  영역의  제1  경계를  차단하지  않는다.

또한, 픽셀 영역에 유기 발광 층을 형성하는 것을 중지하기 위해 증착 소스가 제1 방향으로 이동될 때, 픽셀 한

정 층 아래의 스페이서 및 스페이서 아래의 마스크 플레이트는 증착 영역의 제2 경계를 차단하지 않는다.

본 개시내용의 실시예에 따르면, 증착 소스는 기저부의 하부 표면에 평행하고 제1 방향에 수직인 제2 방향을 따[0010]

라 연장되는 선형 소스일 수 있다.  게다가, 배플들은 제1 방향의 증착 영역의 경계와 기저부의 하부 표면 사이

의 예각이 제2 각도가 될 수 있게 하기 위해 증착 소스의 양 측부에 배열될 수 있다.

본 개시내용의 실시예에 따르면, 제2 방향에서의, 픽셀 한정 층 및 아래에 형성되는 스페이서의 측부 표면들은[0011]

기저부의 하부 표면에 수직일 수 있다.

본 개시내용의 실시예에 따르면, 제2 각도는 제1 각도와 동일할 수 있다.[0012]

본 개시내용의 실시예에 따르면, 상기 방법은, 유기 발광 층을 형성하기 전에 기저부의 하부 표면 상에 제1 전[0013]

극을 형성하는 단계, 및 유기 발광 층을 형성한 후에 유기 발광 층의 하부 표면 상에 제2 전극을 형성하는 단계

를 추가로 포함할 수 있다.

본 개시내용의 다른 양태에 따르면, 디스플레이 기판이 제공된다.  디스플레이 기판은, 기저부; 기저부의 하부[0014]

표면 상에 형성되어 픽셀 영역을 한정하는 픽셀 한정 층; 픽셀 한정 층의 하부 표면 상에 형성된 스페이서; 및

픽셀 영역에 형성된 유기 발광 층을 포함한다.  픽셀 영역을 한정하기 위한, 기저부의 하부 표면에 평행한 제1

방향의 픽셀 한정 층의 측부 표면과 기저부의 하부 표면 사이의 예각은 제1 각도이다.  또한, 기저부의 하부 표

면에 수직이고 제1 방향에 평행한 유기 발광 층의 단면은 사다리꼴이고, 기저부의 하부 표면에 근접한 그 측부

길이는 기저부의 하부 표면으로부터 먼 그 측부 길이보다 작다.

본 개시내용의 실시예에 따르면, 기저부의 하부 표면에 평행하고 제1 방향에 수직인 제2 방향에서의, 픽셀 한정[0015]

층 및 아래에 형성된 스페이서의 측부 표면들은 기저부의 하부 표면에 수직일 수 있다.

본 개시내용의 실시예에 따르면, 디스플레이 기판은, 기저부의 하부 표면과 유기 발광 층 사이에 배열된 제1 전[0016]

극; 및 유기 발광 층의 하부 표면 상에 배열된 제2 전극을 추가로 포함할 수 있다.

본 개시내용의 추가의 양태에 따르면, 디스플레이 디바이스가 제공된다.  디스플레이 디바이스는 본 개시내용의[0017]

상기의 실시예들 중 임의의 것에 따른 디스플레이 기판을 포함한다.

삭제[0018]

도면의 간단한 설명

본  개시내용의  특징들  및  이점들은  도면들을  참조함으로써  보다  명확하게  이해될  것이다.   도면들은[0019]

개략적이고, 본 개시내용에 대해 어떠한 제한들로서 이해되어서는 안된다.  도면들에서:

도 1 내지 도 4는 종래 기술에서 증착을 통해 유기 발광 층을 형성하기 위한 개략적인 도면들을 도시한다;

도 5는 본 개시내용의 실시예에 따른 디스플레이 기판을 제조하는 방법의 개략적인 흐름도를 도시한다;

도 6 내지 도 10은 본 개시내용의 실시예에 따른 디스플레이 기판을 제조하는 방법에서의 단계들의 개략적인 단

면도들을 도시한다;

도 11은 본 개시내용의 다른 실시예에 따른 증착 소스의 이동에 대한 개략도를 도시한다;

도 12a 및 도 12b는, 본 개시내용의 실시예에 따른 디스플레이 기판을 제조하는 방법을 사용할 수 있는 픽셀 예

들을 도시한다; 그리고

도 13은 본 개시내용의 실시예에 따른 디스플레이 기판을 제조하는 방법에 의해 제조된 디스플레이 기판의 개략
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적인 단면도를 도시한다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 개시내용의 상기의 목적들, 특징들 및 이점들을 보다 명확하게 이해하기 위해, 본 개시내용의 실시예들이 도[0020]

면들 및 특정 구현예들을 참조하여 다음과 같이 보다 상세하게 설명될 것이다.  본 개시내용의 각각의 실시예에

서 설명된 특징들이 상충하지 않는 경우에 본 개시내용의 다른 실시예들에 적용될 수 있다는 점을 유의해야 할

것이다.

본 개시내용의 충분한 이해를 용이하게 하기 위해 많은 세부 사항들이 이하에서 상세하게 설명될 것이다.  그러[0021]

나, 본 개시내용은 여기서 설명된 것들과 상이한 다른 방식들을 사용하여 수행될 수도 있다.  따라서, 본 개시

내용의 보호 범위는 이하에 개시될 특정 실시예들에 의해 제한되지 않는다.

도 1 내지 도 4는 종래 기술에서 증착을 통해 형성된 유기 발광 층의 개략도들을 도시한다.

도 1에 도시된 바와 같이, 마더 보드는 복수의 기판을 포함한다.  증착 소스(도시되지 않음)는 제2 방향(예를

들어, y 방향)을 따라 연장되는 선형 소스이고, 제2 방향과 교차하는 제1 방향(예를 들어, x 방향)으로 이동된

다.  증착 소스의 재료들이 증발된 후, 각 기판 상의 원하는 영역이 마스크 플레이트에 의해 형성된다.

도 2는 종래 기술에 사용된 마스크 플레이트의 단면도를 도시한다.  도 2에 도시된 바와 같이, 마스크 플레이트

는 복수의 차단 영역(11) 및 차단 영역(11)들 사이의 투과 영역(12)을 포함할 수 있다.  차단 영역(11)의 단면

의 상부 에지는 하부 에지보다 큰 길이를 갖는다.  또한, 제조 프로세스의 제한들로 인해, 차단 영역(11)의 상

부 부분은 일정한 두께를 갖는다.  즉, 차단 영역(11)의 단면은 그 상부 에지와 연결되고 기저부의 하부 표면에

실질적으로 수직인 측부 에지(120)를 갖는다.

증착 디바이스에서, 증착 소스의 양 측부에 중간 배플(13)들이 배열되고, 중간 배플(13)들과 측부 배플(14)들

사이에 도핑 재료들이 배열된다.  이러한 방식으로, 도 3에 도시된 바와 같이, 증착 소스의 증착 영역(15)이 형

성될 수 있다.  증착 디바이스에 중간 배플(13)들 및 측부 배플(14)들이 배열될 때, 형성된 증착 영역(15)이 결

정된다.  또한, 중간 배플(13)의 높이뿐만 아니라 중간 배플(13)과 측부 배플(14) 사이의 거리를 적절하게 튜닝

함으로써 형성된 증착 영역(15)의 경계가 조정될 수 있다.

종래 기술의 증착 프로세스에서, 도 4에 도시된 바와 같이, 증착 소스가 제1 방향(예를 들어, x 방향)을 따라

이동할 때, 차단 영역(11)의 상부 부분이 특정 두께를 갖기 때문에(즉, 측부 에지(120)가 존재하기 때문에), 증

착 영역(15)의 경계는, 증착 영역(15)의 제1 경계(예를 들어, 도면에 도시된 바와 같이 증착 영역(15)의 우측

경계)가 마스크 플레이트의 투과 영역(12)에 진입할 때 차단될 것이다.  따라서, 증착 영역(15)은 차단 영역

(11)에 근접한 기저부(16)의 하부 표면의 일부 상에서 증착을 수행할 수 없다.  또한, 상기 문제점은 또한 증착

영역(15)의 제2 경계(예를 들어, 도면에 도시된 바와 같은 증착 영역(15)의 좌측 경계)가 투과 영역(12)을 떠날

때 존재한다.  따라서, 종래 기술의 증착 방법에 따르면, 투과 영역(12)에 형성된 유기 발광 층은 상대적으로

두꺼운 중간 영역과 상대적으로 얇은 측부 영역들을 갖는 단면 형상을 갖는다.  이는 유기 발광 층이 불균일한

두께를 가질 수 있게 한다.  형성된 단일 픽셀의 경우, 이는 상이한 영역들에서 상이한 발광 휘도를 초래할 수

있다.  한편, 복수의 픽셀의 경우, 이는 혼색(또는 컬러 바이어스)과 같은 문제점들을 초래할 수 있다.

도 5는 본 개시내용의 실시예에 따른 디스플레이 기판을 제조하는 방법의 개략적인 흐름도를 도시한다.[0022]

도 5에 도시된 바와 같이, 본 개시내용의 실시예에 따른 디스플레이 기판을 제조하는 방법은 다음과 같은 단계[0023]

들: 픽셀 영역을 한정하기 위해 기저부의 하부 표면 상에 픽셀 한정 층을 형성하는 단계인 S1; 픽셀 한정 층의

하부 표면 상에 스페이서를 형성하는 단계인 S2; 스페이서 아래에 마스크 플레이트를 배열하는 단계인 S3; 및

기저부의 하부 표면에 평행한 제1 방향을 따라 증착 소스를 이동시켜 픽셀 영역에 유기 발광 층을 형성하는 단

계인 S4를 포함할 수 있다.

도 6 내지 도 10은 본 개시내용의 실시예에 따른 디스플레이 기판을 제조하는 방법의 단계들의 개략적인 단면도[0024]

를 도시한다.  다음으로, 도 5에 도시된 바와 같은 단계들이 도 6 내지 도 10을 참조하여 상세하게 설명될 것이

다.

도 5 및 도 6을 참조하면, 픽셀 한정 층(2)은 픽셀 영역을 한정하기 위해 기저부(1)의 하부 표면 상에 형성될[0025]

수 있다.  픽셀 영역은 유기 발광 층이 형성될 영역이다.  픽셀 한정 층(2)을 형성하기 위한 재료 층은 퇴적,

스퍼터링 또는 코팅될 수 있고, 그 다음에 에칭되어 픽셀 한정 층(2)을 형성할 수 있다.
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도 5 및 도 7을 참조하면, 픽셀 한정 층(2)의 하부 표면 상에 스페이서(3)가 형성될 수 있다.  도 7에 도시된[0026]

바와 같이, 픽셀 영역을 한정하기 위한, 제1 방향(즉, 유기 발광 층을 형성하기 위한 증착 소스의 이동 방향)의

픽셀 한정 층(2)의 측부 표면 B와 기저부(1)의 하부 표면 사이의 예각은 제1 각도 α이다.

도 7에 도시된 바와 같이, 제1 방향의 스페이서(3)의 측부 표면 C와 픽셀 한정 층(2)의 대응하는 측부 표면 B는[0027]

동일 평면에 위치된다.  즉, 제1 방향의 스페이서(3)의 측부 표면 C와 기저부(1)의 하부 표면 사이의 예각은 제

1 각도 α이다.  그러나, 본 개시내용의 실시예들은 이에 한정되지 않는다.  제1 방향의 스페이서(3)의 측부 표

면 C는 픽셀 한정 층(2)의 대응하는 측부 표면 B와 동일한 평면 내에 있지 않을 수 있다.  즉, 제1 방향의 스페

이서(3)의 측부 표면 C와 기저부(1)의 하부 표면 사이의 예각은 제1 각도 α 이상일 수 있다.

픽셀 한정 층(2)을 형성하기 위한 재료 층 및 스페이서(3)를 형성하기 위한 재료 층은 기저부(1)의 하부 표면[0028]

상에 순차적으로 적층(예를 들어, 퇴적, 스퍼터링 또는 코팅)될 수 있다.  그 후, 픽셀 한정 층(2) 및 그 하부

표면 상의 스페이서(3)가 하나의 에칭 프로세스를 통해 형성된다.  이 경우, 제1 방향의 형성된 스페이서(3)의

측부 표면 C와 픽셀 한정 층(2)의 대응하는 측부 표면 B는 동일 평면에 위치될 수 있다.  그러나, 본 개시내용

의 실시예들은 이에 한정되지 않는다.  픽셀 한정 층(2) 및 그 하부 표면 상의 스페이서(3)가 각각 형성될 수

있다.  이 경우, 제1 방향의 스페이서(3)의 측부 표면 C는 픽셀 한정 층(2)의 대응하는 측부 표면 B와 동일한

평면에 있지 않을 수 있다.

도 5 및 도 8을 참조하면, 마스크 플레이트가 스페이서(3) 아래에 배열될 수 있다.  도 2에 도시된 바와 같은[0029]

마스크 플레이트와 유사하게, 도 8에 도시된 바와 같은 마스크 플레이트는 복수의 차단 영역(4) 및 차단 영역

(4)들 사이의 투과 영역(5)을 포함할 수 있다.  차단 영역(4)의 단면의 상부 에지는 하부 에지의 길이보다 더

긴 길이를 갖는다.  또한, 제조 프로세스의 제한들로 인해, 차단 영역(4)의 상부 부분은 특정 두께를 갖는다.

즉, 차단 영역(4)의 단면은 그 상부 에지와 연결되고 기저부(1)의 하부 표면에 실질적으로 수직인 측부 에지 DF

를 갖는다.  또한, 차단 영역(4)의 단면의 하부 에지는 측부 에지 DF에 근접한 엔드포인트 E를 갖는다.  도 8에

도시된 바와 같이, 차단 영역(4)의 단면에서, 엔드포인트 D와 엔드포인트 E 사이의 연결 라인은 픽셀 한정 층

(2)의 측부 표면 B 및 스페이서(3)의 측부 표면 C가 위치하는 평면 내에 위치될 수 있다.  그러나, 본 개시내용

은 이에 한정되지 않는다.

도 5 및 도 9를 참조하면, 증착 소스는 기저부(1)의 하부 표면에 평행한 제1 방향(예를 들어, 도 1에 도시된 x[0030]

방향)을 따라 이동되어 픽셀 영역에 유기 발광 층을 형성할 수 있다.  제1 방향의 증착 소스의 증착 영역(6)의

경계(6' 또는 6")와 기저부(1)의 하부 표면 사이의 예각은 제2 각도 β이고, 제2 각도 β는 제1 각도 α 이상일

수 있다.

도 9에 도시된 바와 같이, 픽셀 영역에 유기 발광 층을 형성하기 시작하기 위해 증착 소스가 제1 방향으로 이동[0031]

될 때, 픽셀 한정 층(2) 아래의 스페이서(3) 및 스페이서(3) 아래의 마스크 플레이트는 증착 영역(6)의 제1 경

계(6')를 차단하지 않는다.  도 10에 도시된 바와 같이, 픽셀 영역에 유기 발광 층을 형성하는 것을 중지하기

위해 증착 소스가 제1 방향으로 이동될 때, 픽셀 한정 층(2) 아래의 스페이서(3) 및 스페이서(3) 아래의 마스크

플레이트는 증착 영역(6)의 제2 경계(6")를 차단하지 않는다.

본 실시예에 따르면, 증착 영역(6)의 제1 경계(6')가 투과 영역(5)을 통해 픽셀 영역에서 유기 발광 층을 형성[0032]

하는 것을 시작할 때, 제2 각도 β가 제1 각도 α 이상이기 때문에, 증착 영역(6)의 제1 경계(6')가 차단 영역

(4)의 측부 에지 DF에 의해 차단되지 않을 것이라는 것이 보장될 수 있다.  이는 픽셀 한정 층(2)과 기저부(1)

의 하부 표면 사이의 인터페이스로부터 유기 발광 층을 형성하는 것을 시작하는 것을 보장한다.  따라서, 이는

형성된 유기 발광 층의 두께가 균일하게 될 수 있게 하고, 픽셀들 내의 모든 영역들의 발광 휘도가 동일하게 될

수 있게 한다.  이는 디스플레이 기판이 전체적으로 혼색을 갖지 않도록 보장하는 것을 돕는다.

도 11은 본 개시내용의 다른 실시예에 따른 증착 소스의 이동에 대한 개략도를 도시한다.[0033]

도 11에 도시된 바와 같이, 차단 영역(4)의 단면에서, 엔드포인트 D와 엔드포인트 E 사이의 연결 라인은 픽셀[0034]

한정 층(2)의 측부 표면 B와 스페이서(3)의 측부 표면 C가 위치하는 평면에 위치되지 않는다.  그러나, 이는 균

일한 두께의 유기 발광 층을 갖는 디스플레이 기판을 제조하기 위해 본 개시내용의 실시예들에 따른 디스플레이

기판을 제조하는 방법의 적용에 영향을 미치지 않는다.

도 11에 도시된 바와 같이, 픽셀 영역에 유기 발광 층을 형성하는 것을 시작하기 위해 증착 소스가 제1 방향으[0035]

로 이동될 때, 픽셀 한정 층(2) 아래의 스페이서(3) 및 스페이서(3) 아래의 마스크 플레이트는 증착 영역(6)의

제1 경계(6')를 차단하지 않는다.  이는 형성된 유기 발광 층이 균일한 두께를 가질 수 있게 하는 것을 돕는다.
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본 개시내용의 실시예에 따르면, 증착 소스는 기저부(1)의 하부 표면에 평행하고 제1 방향에 수직인 제2 방향[0036]

(예를 들어, 도 1에 도시된 바와 같은 y 방향)을 따라 연장되는 선형 소스일 수 있다.  배플들은 제1 방향에서

의 증착 영역(6)의 경계(6' 또는 6")와 기저부(1)의 하부 표면 사이의 예각이 제2 각도 β가 될 수 있게 하기

위해 증착 소스의 양 측부에 배열될 수 있다.  원하는 제2 각도 β는 배플의 높이 및 배플들 사이의 거리를 조

정함으로써 획득될 수 있다.

본 개시내용의 실시예에 따르면, 제2 방향에서의, 픽셀 한정 층(2) 및 아래에 형성된 스페이서(3)의 측부 표면[0037]

들은 기저부(1)의 하부 표면에 수직일 수 있다.  본 실시예에 따르면, 증착 소스는 제2 방향을 따라 연장되는

선형 소스이다.  즉, 배플은 단지 제1 방향에서 증착 영역(6)에 대해 한정 기능을 갖고, 픽셀 한정 층(2) 및 스

페이서(3)는 제2 방향에서 증착 영역(6)을 거의 차단하지 않을 것이다.  따라서, 픽셀 한정 층(2) 및 스페이서

(3)의 측부 표면들을 제2 방향에서 한정할 필요가 없다.

도 12a 및 도 12b는 본 개시내용의 실시예에 따른 디스플레이 기판을 제조하는 방법을 사용할 수 있는 픽셀 예[0038]

들을 도시한다.

도 12a에 도시된 바와 같이, 직사각형 픽셀의 에지들 AD 및 BC는 제1 방향(즉, 증착 소스의 이동 방향)에 평행[0039]

하다.  게다가, 에지들 AD 및 BC에 대응하는 픽셀 한정 층의 측부 표면 및 스페이서의 측부 표면은 기저부의 하

부 표면에 수직이 되도록 설정할 수 있다.  또한, 기저부의 하부 표면에 대하여 예각이 제1 각도 α가 되도록,

에지들 AB 및 CD에 대응하는 픽셀 한정 층의 측부 표면 및 스페이서의 측부 표면이 상기의 실시예들을 참조하여

설정될 수 있다.  도 12b에 도시된 바와 같이, 육각형 픽셀의 에지들 EF 및 BC는 제1 방향(즉, 증착 소스의 이

동 방향)에 평행하다.  게다가, 에지들 EF 및 BC에 대응하는 픽셀 한정 층의 측부 표면 및 스페이서의 측부 표

면이 기저부의 하부 표면에 수직이 되도록 설정될 수 있다.  또한, 기저부의 하부 표면에 대하여 예각이 제1 각

도 α가 되도록, 에지들 AB, AF, CD 및 DE에 대응하는 픽셀 한정 층의 측부 표면 및 스페이서의 측부 표면이 상

기의 실시예들을 참조하여 설정될 수 있다.  이에 의해, 픽셀 한정 층 및 스페이서를 형성하는 프로세스가 단순

화된다.

본 개시내용의 실시예에 따르면, 제2 각도 β는 제1 각도 α와 동일할 수 있다.[0040]

증착 영역 각도(즉, 제2 각도 β)가 작을수록, 증착으로부터 획득된 유기 발광 층의 균일성이 높을 것이다.  본[0041]

실시예에 따르면, 증착 영역 각도(즉, 제2 각도 β)는 최소일 수 있으면서, 상기의 실시예 효과가 달성되도록

보장된다.  이에 의해, 형성된 유기 발광 층의 두께 균일성이 최대 범위로 보장된다.

도 13은 본 개시내용의 실시예에 따른 디스플레이 기판을 제조하는 방법에 의해 제조된 디스플레이 기판의 개략[0042]

적인 단면도를 도시한다.

본 개시내용의 실시예에 따르면, 상기 방법은, 유기 발광 층(8)을 형성하기 전에 기저부(1)의 하부 표면 상에[0043]

제1 전극(7)을 형성하는 단계, 및 유기 발광 층(8)을 형성한 후에 유기 발광 층(8)의 하부 표면 상에 제2 전극

(9)을 형성하는 단계를 추가로 포함할 수 있다.

제1 전극(7) 및 제2 전극(9)의 대향 영역은 이 2개 영역 중 더 작은 영역을 갖는 전극(예를 들어, 제1 전극[0044]

(7))에 대응한다.  본 개시내용의 실시예에 따른 디스플레이 기판을 제조하는 방법에서, 대향 영역의 유기 발광

층(8)이 균일한 두께를 갖는 것이 보장될 수 있다.

본 개시내용의 실시예에 따른 디스플레이 기판은, 기저부(1); 기저부의 하부 표면 상에 형성되어 픽셀 영역을[0045]

한정하는 픽셀 한정 층(2); 픽셀 한정 층(2)의 하부 표면 상에 형성된 스페이서(3)(도 13에서는 도시되지 않

음); 및 픽셀 영역에 형성된 유기 발광 층(8)을 포함할 수 있다.  픽셀 영역을 한정하기 위한, 기저부(1)의 하

부 표면에 평행한 제1 방향의 픽셀 한정 층(2)의 측부 표면과 기저부(1)의 하부 표면 사이의 예각은 제1 각도이

다.  또한, 도 13에 도시된 바와 같이, 기저부(1)의 하부 표면에 수직이고 제1 방향에 평행한 유기 발광 층(8)

의 단면은 사다리꼴이고, 기저부(1)의 하부 표면에 근접한 그 측부 길이는 기저부(1)의 하부 표면으로부터 먼

그 측부 길이보다 작다.

본 개시내용의 실시예에 따르면, 기저부(1)의 하부 표면에 평행하고 제1 방향에 수직인 제2 방향에서의, 픽셀[0046]

한정 층(2) 및 아래에 형성된 스페이서(3)(도 13에 도시되지 않음)의 측부 표면들은 기저부(1)의 하부 표면에

수직일 수 있다.

본 개시내용의 실시예에 따르면, 디스플레이 기판은, 기저부(1)의 하부 표면과 유기 발광 층(8) 사이에 배열된[0047]

제1 전극(7); 및 유기 발광 층(8)의 하부 표면 상에 배열된 제2 전극(9)을 추가로 포함할 수 있다.
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본 개시내용의 실시예에 따른 디스플레이 디바이스는 본 개시내용의 상기의 실시예들 중 임의의 것에 따른 디스[0048]

플레이 기판을 포함할 수 있다.  본 실시예의 디스플레이 디바이스는 전자 페이퍼, 모바일 폰, 태블릿 컴퓨터,

텔레비전, 랩톱 컴퓨터, 디지털 포토 프레임, 네비게이터 등과 같은 디스플레이 기능을 갖는 임의의 제품 또는

컴포넌트일 수 있다는 점을 유의해야 한다.

본 개시내용의 기술적 해결책은 도면들을 참조하여 상세히 전술되었다.  도면들에서, 층들 및 영역들의 크기들[0049]

이 설명의 명확성을 위해 과장될 수 있다는 점을 주목해야 한다.  또한, 요소 또는 층이 다른 요소 또는 층의

 "위" 또는 "아래"에 있다고 언급될 때, 요소 또는 층은 다른 요소 또는 층 바로 위 또는 아래에 있을 수 있거

나, 하나 이상의 중간 요소 또는 층이 있을 수 있다는 점이 이해될 수 있다.  또한, 요소 또는 층이 2개의 요소

또는 2개의 층 "사이"에 있다고 언급될 때, 요소 또는 층은 2개의 요소 또는 2개의 층 사이의 유일한 요소 또는

층일 수 있거나, 하나 이상의 중간 요소 또는 층이 존재할 수 있다는 점이 또한 이해될 수 있다.  이 문맥에서,

전체에 걸쳐 동일하거나 유사한 요소들을 나타내기 위해 동일하거나 유사한 참조 부호들이 사용된다.

"제1", "제2"와 같은 용어들이 이 텍스트의 상이한 요소들 설명하는 데 사용될 수 있지만, 이들 요소는 이들 용[0050]

어에 의해 제한되어서는 안된다는 점을 유의해야 한다.  이들 용어는 하나의 요소를 다른 요소와 구별하기 위해

서만 사용된다.  예를 들어, "제1 요소"는 실시예들의 교시로부터 벗어나지 않고서 "제2 요소"로 또한 지칭될

수 있다.  "복수의"라는 용어는 달리 명시적으로 한정되지 않는 한, 2개 이상을 지칭한다.

위에서 언급한 것은 단지 본 개시내용의 바람직한 실시예들일 뿐이고, 본 개시내용을 제한하기 위해 사용되지[0051]

않는다.  본 기술분야의 통상의 기술자의 경우, 본 개시내용은 다양한 수정들 및 변형들을 가질 수 있다.  본

개시내용의 사상 및 원리 내에서 이루어진 임의의 보정, 동등한 대체, 개선 등은 본 개시내용의 보호 범위 내에

포괄되어야 한다.
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摘要(译)

本公开内容涉及用于制造显示基板的方法，显示基板和显示装置。该方
法包括在沉积源在基部（1）的底表面中移动的像素区域中形成有机发光
层（8）的步骤和步骤：步骤：在下面设置掩模板的步骤具有间隔物
（3）的根据平行的第一方向在像素限制层（2）的底表面上形成间隔物
（3），在基底部分的底面上形成像素限制层（2）（1） ）以限制像素
区域。像素限制层（2）的侧表面的底表面之间的锐角第一方向和用于限
制像素区域的基部（1）是第一角度。第一方向的沉积源的沉积区域
（6）的边界的底表面与基部（1）之间的锐角是第二角度，第二角度是
第一角度异常。当开始沉积源在像素区域上形成有机发光层（8）时，间
隔物（3）和掩模板不会阻挡沉积区域（6）的第一边界（6&#39;）。当
停止沉积源在像素区域上形成有机发光层（8）时，间隔物（3）和掩模
板不会阻挡沉积区域的第二边界（6“）（6）。
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